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■ Enexra GmbH (Enexra LLC), in Z ü r i c h , CH-
020.4.038.399-0, Spitzackerstrasse 4, 8057 Zürich, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum:
31.07.2008. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Beratung, For-
schung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Handel für die So-
lar- und Halbleiterindustrie. Die Gesellschaft kann Zweignieder-
lassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-
ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland be-
teiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen; sie kann Pa-
tente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern
sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem
Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-
und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und
verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde
Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für
Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF
20’000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäfts-
führung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Te-
lefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Er-
klärung der Gründer vom 31.07.2008 untersteht die Gesellschaft
keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine einge-
schränkte Revision. Eingetragene Personen: Pfeffer, Dr. Christian,
deutscher Staatsangehöriger, in Somerville (MA/US), Gesell-
schafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem
Stammanteil von CHF 10’000.00; Lichtensteiger, Dr. Lukas, von
Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäfts-
führung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF
10’000.00.
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